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Sposéb uileniania gaziw

Przedmiotem wynalazku jest pianowo-barbo-
tazowy sposob prowadzenia reakcji utlenianiz
gazow. :

Duza liczba chemicznych proceséw przemy-
stowych polega na utlenianiu gazowego reagen-
ta tlenem w obecnosci fazy cieklej, dzialajgcej
jako rozpuszczalnik i ewentualnie jako katali-
zator. Do procesow lego typu nalezy np. otrzy-
mywanie kwasu azotowego z tlenku azotu, tle-
nu, powietrza i wody, kwasu siarkowegn
z dwutlenku siarki metodg nitrozowa lub przer
absorpcje dwutlenku siarki w  wodzie zawie-
rajacej jony katalizujace proces utleniania
(Fe” lub Mn”), utlenianie siarkowodoru do siar-
ki w wodnej zawiesinie wodorotlenku zZelazo-
wego 1 in.

Jezeli dwa reagenty gazowe dobrze rozpusz-
czaja sie w cieczy i reakcja szybko przebie-
ga, prowadzenie procesu nie nastrecza trud-
nosci i sprowadza sie do absorpcji gazéw

w cieczy znanymi metodami np. przez rozpy-
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lanie cieczy w przestrzeni zawierajacej gazo-
we reagenty, przez absorpcje w wiezach wy-
petnionych i zraszanych, w aparatach absorp-
cyjnych barbotazowych, pianowych itp. Trud-
nosci powsiajg wowczas, gdy reakcja przebiegn
wolno i gdy jeden z gazowych reagentéow sia-
bo rozpuszcza sie w cieczy, jak to ma miejsce
w przypadkach prowadzenia reakcji z udzia
tem gazowego tlenu.

W tych przypadkach dotychczas zazwyczai
stosuje sie albo bardzo wielkie wieze z wy-
pelnieniem, np. otrzymywanie kwasu azotowe-
go lub siarkowego meloda nitrozowsa, albo sto-
suje sie absorpcje barbotazowa. Wadg takich
rozwigzan jest wysoki koszt budowy wielkiej,
malo wydajnej aparatury i duze Kkoszty prze-
tlaczania gazéw i cieczy. Jednym ze znanych
sposob6w prowadzenia absorpcji jest absorp-
cja pianowa.

W znanych aparatach pianowych cienka, kil-
kucentymetrowa warstwa cieczy jest spieniana
i uti‘zymywana na powierzchni pétki sitowej
dzieki temu, ze przez otwory péiki tloczy sie

"z duza predkosciq gaz zawierajqcy reagenty.



’

Takie prowadzenie procesu absorpcji gazow
" ma wielkie zalety. Wobec malego oporu war-
stwy pianowej mozna niewielkim nakladem
energii przettaczaé¢ absorbowany gaz, uzysku-
jac réwnocze$nie dobre wydajnosci absorpcji
dzieki duzej powierzchni absorbujgcej piany.

Préby zastosowania absorpcji pianowej do
prowadzenia reakcji pomiedzy tlenem i utle-
nianym gazowym reagentem w obecnosci cie-
czy nie daly dobrych wynikéw, mianowicie wy-
dajnos$ci reakcji byly zupelnie niezodawala-
jace.

Stwierdzono,” ze wydajno$é reakcji - utlenia-
nia latwo utleniajgcego sie gazu tlenem gazo-
wym w warstwie pianowej zalezy od ilosci cie-
czy niespienionej, znajdujacej sie pod warstwg
piany. Jezeli ciecz ta jest w dowolny sposob
nasycana tlenem i powraca do warstwy pia-
nowe]j, to znaczy. gdy - istnieje obieg cieczy
miedzy warstwg pianowg i niespieniong war-
stwg dolng, to osigga sie wysokg wydajnosé
reakcji, przy. czym jest ona tym wieksza, im
grubsza jest warstwa cieczy niespienionej pod
warstwg piany. W odréznieniu od procesu ab-
sorpciji pianowej polegaiacej na tloczeniu utle-
nianego gazu przez cienkg warstwe cieczy
znajdujacej sie na patkach znanego absorbera
pianowego, proces abhsorncji wedlug wynalaz-
ku odhywa sie¢ przez wprowadzenie ze znacz-
ng szybko$cig gazu, ktéry ma by¢ utleniony,
ptvtko pod powierzchnie cieczy, co powoduje
powstawanie na powierzchni cieczy grubej
warstwy piany.

Ciecz zawarta w absorberze jest réwnocze$-
nie -nasycana tlenem np. przez barbotaz po-
wietrza wprowadzonego znacznie glebiej niz
utleniany -gaz. W opisanych warunkach mozna
prowadzi¢ z wysokg wydajnoScig reakcje utle-
niania reagenta gazowego tlenem, zuzywajac
niewiele energii na tloczenie gazu, poniewaz
prz2z grubg warstwe cieczy o duzym oporze
przetlacza sie tylko powietrze, ktérego obje-
tos¢ stanowi zwykle malg cze$é -calkowitej
objetoSci gazéw, a mieszanine gazows, zawie-
rajacg utleniany reagent o objeto$ci wielokrot-
nie wigkszej od objetosci powietrza tloczy sig
przez warstwe piany, stawiajgca przeptywowi
gazu nieznaczny opor. '

Wprowadzenie utlenianego reagenta gazowe-
go oraz powietrza lub innej mieszaniny zawie-
rajacei tlen do cieczy odbhvwa sie zatem osob-
no na dwéch roznych pozinmach dowolnymi
znanymi sposobarni, np. przez belkotki rurowe
z otworami, przez porowate przepony lub

" od absorberéw barbotazowych, jak

sitowe dna, za pomocg mieszadet turbinowych
itd. [stotnym warunkiem prowadzenia procesu
wediug wynalazku jest wprowadzenie plytko
pod powierzchnig cieczy mieszaniny gazowej,
zawierajgcej utleniany reagent z. tak wielka
pridkoscig, aby cala ilo§é cieczy w warstwie
powyzej poziomu wprowadzania utlenianego
gazu byta w postaci piany, to znaczy aby na
powierzchni cieczy utrzymywala sie warstwa
piany o gruboéci co najmmiej kilka lub kilku-
nastu centymetréw. Osigga sie to zazwyczai,
gdy predkosé gazu, liczona na caly przekréi
aparatu przekracza 2 — 3 cmy/sek.

Dzieki wysokiej intensywnosci « procesu ab-
sorpcji pianowej prowadzenie procesu sposo-
bem wedlug wynalazku wymaga uzycia absor-
ber6w o pojemnosci wielokrotnie mniejszef
réwniez
kilkakrotnie mnieiszego zuzycia energii na tlo-
czenie gazow, niz w przypadku stosowania
barbotazowej absorpcji.

Usuwanie siarkowndoru z mieszaniny gazo-
wej moze sie odbywaé przez absorpcje i réw-
noczesne utlenianie siarkowodoru tlenem po-
wietrza do siarki. W tym celu do gazu dodaje
sie powictrze w iloSci nieco wiekszej od ilosci
‘potrzebnej teoretycznie do utlenienia siarko-
wodoru i przemywa sie mieszanine gazowsg za-
wiesing katalizatora — wodorotlenku zelazo-
wego w roztworze 1% wodorotlenku sodowego.

Korzys’éi osiggane przy stosowaniu sposobu
wedlug wynalazku w stosunku do znanego

" sposobu przy uzyciu absorbera barbntazowego,

uwidaczniaja podane ponizej przyklady.

Mieszanine gazows, zawierajgcg siarkowodér,
przetiacza sie w absorberze barbotazowym
przez warstwe cieczy o grubosci 80 cm. Od-
siarczanie gazu ponizej 3,0 mg S/Nm® gazu od-
siarczonego osigga sig¢ jezeli predkosé przeply-
wu mieszaniny  gazowej, liczona na niewypel-
niony absorber, nie przekracza 1,1 cm/sek. Do
prowadzenia absorpcji jest konieczne sprezenie
calej ilosci odsiarczanego gazu i dodanego po-
wietrza, ktérego objetosé jest réwna 0,025 Nm?
powietrza/l Nm?3 oczyszczonego gazu, do ci$nie-
nia okolo 1000 mm stupa wody.

Zdolno$é przerobowa aparatury w opisanych
warunkach wynosi okolo 40 Nm® gazu/l m*
pojemnosci absorbera‘l godz. W' tym samym
absorberze przeprowadzono odsiarczanie gazu
sposotem wedlug wynalazku. W tym celu w
absorberze umieszczono belkotki do wprowadza-
nia powietrza na gleboko$é 150 cm pozniej gor-
nego poziomu cieczy oraz belkotki do wprowa-



dzania mieszaniny gazowej zawierajgcej siarko-

woddr na glebokoSci 16 cm ponizej goérnej po-
wierzchni cieczy. Osigga sie takie same odsiar-
czanie, jak w absorberze barbotazowym, to
znaczy, ponizej 3,0 mg S/Nm® gazu, jezeli wpro-
wadzaé odsiarczany gaz z predkoscig liniowa
réowng 20 cm/sek. liczong na niewypelniony
absorber. )

W tych warunkach utworzyla sie na po-
wierzchni warstwa piany o grubosci ok. 40 cm.

Mieszanine gazowg zawierajgcg siarkowodor
trezba sprezaé¢ do ci$nienia okolo. 200 mm stupa
wody. Powietrze, w ilo§ci réwnej 2,5% obje-
toéci gazu zawierajacego siarkowodér, trzeba
spreza¢ do ci$nienia okolo 2000 mm slupa
wody. Zdolno§é przerobowa absorbera przy
stosowaniu sposobu wediug wynalazku wynosi
okolo 700 Nm® gazu/l m* pojemno$ci absor-
bera/1 godz.

Z poréwnrania przebiegu absorpcji w rozpa-
trywanych przypadkach wynika, ze: zuzycie
energii na spreZanie gazow przy stosowanit

sposobu wedlug wynalazku. jest. 4,6 razy mniej-
sze, niz w przypadku absorpcji barbotazowej,
za$ zdolnos$é przerobowa aparatury, liczona na
jednostke pojemno$ci aparatury i jednostke
czasu jest okolo 18-krotnie wieksza, niz w przy-
padku stosowania absorpcji barbotazowej.

Zastrzezienie patentowe

Spos6b utleniania gazéw w obecno$ci cieczy
absorbujgcej reagenty przez oddzielne wpro-
wadzenie do cieczy gazu poddawanego utlenia-
niu i gazu utleniajacego, znamienny tym, ze
gaz utleniany wprowadza si¢ do cieczy na ma-
tej gleboko$ci, za§ gaz, zawierajacy tlen, wpro-
wadza sie na glebokosci wielokrotnie wiek-
szej, a predkosé przeplywu utlenianego gazu
przez absorber utrzymuje sie tak znaczna, aby
cala ilo§é cieczy w warstwie powyzej poziom1

~wprowadzenia utlenianego gazu byla w po-

staci piany. .
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